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(54) Elektronenstrahl-Linse 

(57) Die Erfindung betrifft elne Elektronenstrahl- 
Linse, enthaltend eine Magnet-Unse zur Beeinflussung 
eines Elektronenstrahls mit einem ersten und einem 
zweiten Polschuh, wobei sich ein Magnetfeld zwischen 
den beiden Polschuhen ausblldet und ferner ein drifter 
Polschuh vorgesehen ist. Die Linse ist dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der drrtte Polschuh nicht in magnetischem 
Kontakl mit den beiden anderen Polschuhen steht und 
in das zwischen dem ersten und zweiten Polschuh aus- 
gebildete Magnetfeld eintaucht und einen Teil des 
Magnetfeldes auskoppelt Ferner bezieht sich die Erfin- 
dung auf eine Kathoden-Linse sowie eine Elektronen- 
strahl-Vorrichtung mit einer derartigen Elektronenstrahl- 
Linse. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft eine Elektronenstrahl- 
Unse, enthaltend eine Magnetlinse zur Beeirrflussung 
eines Elektronenstrahls mit einem ersten und einem 
zweiten Polschuh, wobei sich ein Magnetfeld zwischen 
den beiden Polschuhen ausbildet und ferner ein drifter 
Polschuh vorgesehen ist. Die Erfindung bezieht sich fer- 
ner auf eine Kathodenlinse und eine Elektronenstrahl- 
vorrichtung mit einer derartigen Elektronenstrahl-Linse. 
[0002] Bei Korpuskularstrahl-Linsen ist man bestrebt, 
gute optische Eigenschaften fOr den Primarstrahl mit 
guten Sammeleigenschaften fQr die Sekundarstrahlen 
zu vereinbaren. Man ist dabei von konventionellen 
Zweipol-Linsen, bestehend aus einem inneren und 
einem auBeren Polschuh, ausgegangen, wobei das lin- 
senerzeugende Magnetfeld sich weitgehend innerhalb 
der kGrperlichen Linse befindet. Man hat in diesem 
Zusammenhang auch Einzelpol-Linsen eingesetzt, bei 
denen ein Pol hervorgezogen bzw. der magnetfelder- 
zeugende Luftspalt am oberen oder unteren Ende der 
Linse angeordnet ist. so daB sich das Magnetfeld weit- 
gehend auBerhaib des LinsenkGrpers ausbreitet. 
[0003] Aus der EP-A-0 133 016 ist eine Mehrpol-Linse 
bekanrrt, die im wesentlichen aus einer Aneinanderrei- 
hung von zwei Zweipol-Linsen der oben beschriebenen 
Art besteht. 

[0004] Ausgehend von diesem Stand der Technik iiegt 
nun der Erfindung die Aufgabe zugrunde, die Elektro- 
nenstrahl-Linse gemaB dem Oberbegriff des Anspru- 
ches 1 in ihren optischen Eigenschaften fur den 
Primarstrahl und in ihren Sammeleigenschaften fur die 
Sekundarstrahlen weiter zu verbessern. 
[0005] ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe durch 
die kennzeichnenden Merkmale des Anspruches 1 
gelOst. Die Elektronenstrahl-Linse zeichnet sich 
dadurch aus, daB der dritte Polschuh nicht in magneti- 
schem Kontakt mit den beiden anderen Polschuhen 
steht und in das zwischen dem ersten und zweiten Pol- 
schuh ausgebildete Magnetfeld eintaucht und dabei 
einen Teil dieses Magnetfeldes auskoppett. 
[0006] Der ausgekopperte Teil des (Haupt-) Magnet- 
feldes bildet am unteren Ende des dritten Polschuhes 
ein zweites Linsenfeld (Nebenfeld) aus. Das Nebenfeld 
hat zum einen eine fbkussierende Wirkung auf den Pri- 
marstrahl und aufgrund seiner Nahe zur Probe gute 
optische Eigenschaften und verhindert zum anderen, 
daB sich die Sekundarstrahlen aufweiten. Der Sekun- 
darstrahl kann daher "gebunderT ins Unsensystem ein- 
treten und von einer Spektrometer/Detektor-Anordnung 
Oder einem Detektor in oder oberhalb der Linse mit 
hoher Effizienz nachgewiesen werden. 
[0007] In einem Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung 
wird die Elektronenstrahl-Linse vorteilhaft in einer 
Kathoden-Linse eingesetzt. Durch das vom dritten Pol- 
schuh erzeugte Nebenfeld wird erreicht, daB sich das 
posrtiv auswirkende Magnetfeld dicht an die Kathode 
heranfuhren laBt. ohne daB hierzu eine groBe kOrperli- 
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che Linse notwendig ist. Durch geeignetes Design der 
dreipoligen MagneMJnse laBt sich die Starke des 
Nebenfeldes an der Kathodenspitze und die optischen 
Eigenschaften der als Kbndensor wirkenden ersten und 
zweiten Polschuhe getrennt optimieren. 
[0008] In einem anderen Ausfuhrungsbeispiel wird die 
Elektronenstrahl-Linse in einer Elektronenstrahl-Vor- 
richtung eingesetzt. Mit einem kippbaren Probenhalter 
kfinnen die Proben in bezug auf den Primarstrahl 
gekippt werden. Die spezielle Ausbildung der Elektro- 
nenstrahl-Linse ermGglicht bei kurzem Arbeitsabstand 
ein starkes Kippen bzw. bietet Raum fOr andere optio- 
nal Elemente wie Detektoren, Manipulatoren usw. 
[0009] Weitere Ausgestaltungen der Erfindung sind 
Gegenstand der Unteransp ruche und werden anhand 
der fblgenden Beschreibung einiger Ausfuhrungsbei- 
spiele und der Zeichnung naher eriautert. 
[001 0] In der Zeichnung zeigen: 
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Fig. 1b 



Fig.2a 
30 Fig.2b 
Fig.3 

35 

Fig.4 



Fig.5 



45 Fig.6 



Fig.7 



Fig.8 
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eine schematische Darstellung einer Elektro- 
nenstrahl-Linse gemaB einem ersten 
erfindungsgemaBen Ausfuhrungsbeispiel; 

Darstellung der Magnetfeldverteiiung der 
Linse gemaB Fig.la; 

schematische Darstellung einer Elektronen- 
strahl-Linse gemaB dem Stand der Technik; 

Darstellung der Magnetfeldverteiiung der 
Linse gemaB Fig.2a; 

schematische Darstellung einer Elektronen- 
strahl-Linse gemaB einem zweiten 
erfindungsgemaBen Ausfuhrungsbeispiel; 

schematische Darstellung einer Elektronen- 
strahl-Linse gemaB einem dritten 
erfindungsgemaBen Ausfuhrungsbeispiel; 

schematische Darstellung einer Elektronen- 
strahl-Linse gemaB einem vierten 
erfindungsgemaBen Ausfuhrungsbeispiel; 

geschnittene Darstellung des dritten Pol- 
schuhs gemaB einem fQnften Ausfuhrungs- 



geschnittene Darstellung des dritten Pol- 
schuhs gemaB einem sechsten Ausfuh- 
rungsbeispiel; 

schematische Darstellung einer Kathoden- 
Unse mit einer erfindungsgemaBen Elektro- 
nenstrahl-Linse und 

schematische Darstellung einer Elektronen- 
strahl-Vorrichtung. 
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[0011 J Die in Fig. 1a dargestellte Elektronenstrahl- 
Unse weist eine Magnet-Li rise 1 zur Beeinflussung 
eines Elektronenstrahls mit einem ersten, inneren Pol- 
schuh 10 und einem zweiten, auBeren Polschuh 1 1 auf. 
Der erste und zweite Polschuh 10. 11 sind im darge- 
steltten AusfQhrungsbeispiel als Zweipol-Linse mit 
konisch ausgebildetem auBeren Polschuh 1 1 und einer 
Spule 15 dargestellt, wobei sich zwischen dem ersten 
und zweiten Polschuh ein magnetisches Hauptfeld 12 
ausbildet. 

[0012] Die Magnet-Linse 1 weist ferner einen dritten 
Polschuh 13 auf, der nicht in magnetischem Kontakt mit 
den beiden anderen Polschuhen stent und in das zwi- 
schen dem ersten und zweiten Polschuh 10, 1 1 ausge- 
bildete Magnetfeld eintaucht. Der dritte Polschuh 13 ist 
vorzugsweise zylindrisch ausgebildet und taucht derart 
in das Hauptfeld 12 ein, da(3 ein Teil dieses Magnetfel- 
des ausgekoppelt wird. 

[0013] Das am oberen Ende 13a des dritten Pol- 
schuhs 13 "aufgesaugte" Feld bildet im Bereich des 
unteren Endes 13b des dritten Polschuhs 13 ein 
magnetisches Nebenfeld 14. Ein Teil des Feldes des 
inneren Polschuhes 10 tritt somit in den dritten Pol- 
schuh 13 Qber und stellt am Ende 13b den SchluB zum 
auBeren Polschuh 1 1 unter Ausbildung des Nebenfel- 
des her. 

[0014] In Fig. 1b ist die Ausbreitung des Hauptfeldes 
12 und des Nebenfeldes 14 dargestellt. Durch die Ein- 
fuhrung des dritten Polschuhes 13 kOnnen zwei Unsen- 
felder in kurzem raumlichen Abstand geschaffen 
werden. Die Starke des Nebenfeldes 14 hSngt davon 
ab, wieweit der dritte Polschuh 13 in das Hauptfeld ein- 
taucht und einen entsprechenden Anteil des Magnetfel- 
des auskoppelt und wie groB der Spalt zum inneren 
bzw. auBeren Polschuh 10, 11 ist Zur Einstellung der 
Starke des Nebenfeldes 14 wird der dritte Polschuh 13 
zweckmaBigerweise in bezug auf den ersten und zwei- 
ten Polschuh 10, 1 1 verschiebbar bzw. verstellbar ange- 
ordnet. 

[0015] Die Maxima der axialen Magnetfelder des 
Haupt- bzw. Nebenfeldes sind mit bzw. bezeich- 
net. Vorzugsweise ist der dritten Polschuh in bezug auf 
den ersten und zweiten Polschuh derart angeordnet, 
daB die Amplitude B 2 des Nebenfeldes wenigstens 15 
%, vorzugsweise zwischen 20 % und 60 % der Ampli- 
tude B 1 des Hauptfeldes betragt. 
[0016] Zum Vergleich mit der in Fig. 1a dargesteliten 
"magnetischen Dreipol-Linse" zeigt Fig.2a eine her- 
kOmmliche Zweipol-Linse mit einem ersten und zweiten 
Pol 10, 11. Dementsprechend bildet sich auch nur ein 
Magnetfeld 12 aus, dessen Verteilung in Fig.2b darge- 
stellt ist. 

[0017] Fig.3 zeigt ein zweites erfindungsgemaBes 
AusfQhrungsbeispiel einer Elektronenstrahl-Linse, die 
sich vom AusfQhrungsbeispiel gemaB Fig. 1a lediglich 
dadurch unterscheidet, daB der durch einen ersten Pol- 
schuh 10' und durch einen zweiten Polschuh 1V gebil- 
dete Teil der Magnet-Linse V als Einzelpot-Unse 
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ausgebildet ist. Auch hier bildet sich jedoch ein Haupt- 
und ein Nebenfeld 12\ 14'. Der Vorteil der Verwendung 
einer Einzelpol-Linse in Kombination mit einem dritten 
Polschuh 13' besteht vor allem darin, daB mit der Ein- 

5 zelpol-Linse ein besonders starkes Magnetfeld erzeugt 
und dementsprechend auch ein starker Teil als Neben- 
feld 14' weitergegeben werden kann. 
[0018] Die beiden in den Fig. 1a und 3 dargesteliten 
Elektronenstrahl-Linsen lassen sich vorteilhaft auch mit 

10 einer elektrostatischen Linse, insbesondere einer elek- 
trostatischen Bremslinse kombinieren. Die elektrostati- 
sche Linse besteht aus wenigstens einer ersten und 
einer zweiten, mit unterschiedlichen Potentialen beauf- 
schlagbaren Elektrode. In Fig. 1a ist beispielhaft eine 

15 elektrostatische Linse 2 dargestellt, deren erste Elek- 
trode aus einem Strahlrohr 20 besteht, das koaxial zum 
ersten Polschuh 10 im Inneren der Magnet-Unse 1 
angeordnet ist. Die zweite Elektrode wird durch den drit- 
ten Polschuh 13 gebildet. Wahrend das Strahlrohr 20 

20 beispielsweise auf hohem positiven Potential liegt, 
kannte man am dritten Polschuh 13 eine geeignete, 
niedrigere positive oder negative Spannung U anlegen, 
um die gewQnschte Bremswirkung auf den Elektronen- 
strahl zu erzeugen. 

25 [0019] Fur die Ausbildung der elektrostatischen Linse 
innerhalb der Elektronenstrahl-Unse gibt es verschie- 
dene Mdglichkeiten. In Fig.4 ist das Strahlrohr 20 werter 
nach unten gezogen, so daB es in den dritten Polschuh 
13 eintaucht. Die elektrostatische Linse bildet sich in 

30 diesem Fall im Bereich des eingetauchten Endes der 
ersten Elektrode 20 und der angrenzenden Wandung 
des dritten Polschuhs 13 aus. 

[0020] Im AusfQhrungsbeispiel gemaB Fig. 5 wird die 
zweite Elektrode der elektrostatischen Linse 2 nicht 

35 durch den dritten Polschuh 13, sondern durch eine 
separate, in den Polschuh 13 eingefuhrte Rohrelek- 
trode 21 gebildet. Im Rahmen der Erfindung ware es 
auch denkbar, wenn diese Rohrelektrode 21 quer zur 
optischen Achse 16 ein Oder mehrmals unterbrochen 

40 ist, um dadurch die elektrostatische Linse durch wenig- 
stens drei Elektroden aufzubauen. 
[0021] Fig. 6 zeigt eine alternative Mdglichkeit zum 
Aufbau der elektrostatischen Linse aus mehr als zwei 
Elektroden. 

45 [0022] In diesem AusfQhrungsbeispiel bildet wie- 
derum der dritte Polschuh 13 einen Teil der elektrostati- 
schen Linse, wobei der Polschuh quer zur optischen 
Achse 16 in einen ersten Teil 13c und einen zweiten Teil 
13d unterteilt ist. Diese beiden Telle 13c, 13d bilden die 

so zweite und dritte Elektrode der elektrostatischen Linse 
und kOnnen fur diesen Zweck mit unterschiedlichen 
Potentialen beaufschlagt werden. 
[0023] Sofern man den Spalt zwischen den beiden 
Teilen 13c. 13d des dritten Polschuhs 13 mOglichst klein 

55 wahlt, wird das "aufgesaugte" Magnetfeld ungehindert 
vom oberen Ende 13a zum unteren Ende 13b gefuhrt. 
[0024] In Rg.7 ist ein AusfQhrungsbeispiel dargestellt, 
bei dem die zweite Elektrode der elektrostatischen 
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Linse wiederum durch den dritten Polschuh gebildet 
wird. Dieser dritte Polschuh ist jedoch in Richtung der 
optischen Achse 16 geschlitzt ausgebildet, so daB sich 
im dargestellten AusfQhrungsbeispiel acht Segments 
13e. 13f. 13g. 13h, 13i. 13k. 131. 13m bilden. Diese 
- Segments stellen elektrische Multipolelemente dar, die 
durch geeignetes Anlegen von Spannungen als elektro- 
statische Ablenker, Stigmator Oder dergleichen 
geschaltet und verwendet werden kannen. Die einzel- 
nen Spannungen werden dabei so gewahrt, daB sich 
eine mittlere Spannung ergibt, die der Spannung U der 
zweiten Elektrode entspricht. Es ist aber auch ein gerin- 
gere Oder grOBere Anzahl an Segmenten denkbar. 
[0025] Fig.8 zeigt ein Anwendungsbeispiel der 
gezeigten Elektronenstrahl-Linsen in einer Kathoden- 
Linse 3. Die Kathoden-Unse 3 besteht im wesentlichen 
aus einer Kathode 30 mit "suppressor w -Elektrode, einer 
Extraktions-Elektrode 31, einer Anode 32 sowie einer 
Elektronenstrahl-Unse gemaB einem der beiden in den 
Fig. 1a, 3 bis 7 gezeigten AusfOhrungsbeispiele. Hier 
wurde die Elektronenstrahl-Unse 1' gemaB Fig.3 aus- 
gewahlt. Die Elektronenstrahl-Unse wird so eingebaut 
daB sich das ausbildende Nebenfeld 14' mdglichst nahe 
an die Kathode 30 heranfGhren laBt und die durch die 
beiden Polschuhe 10M I 1 gebildete Einzelpol-Unse als 
Kondensor wirkL 

[0026] Durch geeignetes Design der drei Polschuhe 
10', 11', 13' lassen sich die Magnetfeldstarke des 
Nebenfeldes 14' an der Kathode und die optischen 
Eigenschaften des Hauptfeldes 12' getrennt voneinan- 
der optimieren. 

[0027] In Fig.9 ist schlieBlich eine Anwendung der 
Elektronenstrahl-Unse in einer Elektronenstrahl-Vor- 
richtung dargestellt. Die Elektronenstrahl-Vorrichtung 
wird durch eine optische Saule 7 gebildet, die im 
wesentlichen eine Quelle 4 zur Erzeugung eines Elek- 
tronenstrahls 6, eine Magnet-Unse V sowie eine Spek- 
trometer/Detektor-Anordnung 8 aufweist. Neben einer 
Vielzahl von magnetischen und/oder elektrischen Un- 
sen und Blenden zur Beeinflussung des Elektronen- 
strahls ist im AusfQhrungsbeispiel gemaB Fig.9 ferner 
noch ein Austastsystem 5 und ein kippbarer Proben- 
tisch 9 dargestellt. 

[0028] Die hier verwendete Elektronenstrahl-Unse 
entspricht wiederum dem in Fig.3 dargestellten AusfQh- 
rungsbeispiel, bei dem die beiden ersten Polschuhe 1 0', 
1 1 * eine Einzelpol-Unse bilden, die mit einem dritten 
Polschuh 13' kombiniert wird. Die elektrostatische Unse 
2 wird wiederum durch ein in die Einzelpol-Unse einge- 
fGhrtes Strahlrohr 20 als erste Elektrode und durch den 
unteren Teil des dritten Polschuhs 13' als zweite Elek- 
trode gebildet Das Strahlrohr 20 und der als zweite 
Elektrode dienende Teil des dritten Polschuhs 13' kdn- 
nen mit unterschiedlichen Potentialen U L bzw. U beauf- 
schlagt werden. 

[0029] Die dargestellte Spektrometer/Detektor-Anord- 
nung 8 bzw. ein Detektor ist in Richtung des Elektronen- 
strahls 6 vor bzw. oberhalb der Magnetiinse 1' 



angeordnet. Es ware jedoch auch denkbar, den Detek- 
tor innerhalb der Magnetiinse V vorzusehen. Die Detek- 
toren kOnnen wahlweise einseitig, rotations- 
symmetrisch Oder in segmentierter Form oder aber 
s auch als kombinierte ROckstreu-/Sekundar-Elektronen- 
Detektoren ausgebildet sein. Aber auch eine Anord- 
nung des Detektors zwischen Magnet-Unse und Probe 
ware denkbar. 

[0030] Das sich zwischen der auf dem Probentisch 9 

10 angeordneten Probe und dem unteren Ende 13t> des 
dritten Polschuhs 13* ausbildende Nebenfeld hat zum 
einen eine fokussierende Wirkung auf den primaren 
Elektronenstrahl und zum andern aufgrund seiner Nahe 
zur Probe gute optische Eigenschaften. Dieses Neben- 

75 feld bewirkt zudem, daB sich die ausgelOsten Sekun- 
dar-Elektronen nicht aufweiten, sondern vielmehr 
gebOndelt in die Elektronenstrahl-Unse eintreten und 
von der Spektrometer/Detektor-Anordnung 8 mit hoher 
Effizienz nachgewiesen werden kOnnen. 

20 [0031] Es ist durchaus denkbar, am dritten Polschuh 
13' eine positive Absaugspannung anzulegen, wobei 
jedoch auch eine zusdtzliche Elektrode verwendet wer- 
den kann. Vorteilhaft sind jedoch positive Absaugfelder 
mit Spannungen unterhalb von 100 V, da so die elektri- 

25 sche Auf ladung von isolierenden Proben minimiert wird. 
Aber auch hOhere elektrische Felder und damit eine 
kombiniert elektrisch/magnetische Unse sind denkbar 
und gegebenenfalls erstrebenswert. 
[0032] Die Ausbildung der Magnetiinse 1 ' als Dreipol- 

30 Unse mit den drei Polschuhen 1 0', 1 1 ', 1 3' hat weiterhin 
den Vorteil, daB das untere Ende dieser Dreipol-Unse 
Weiner bzw. spitzer als bei herk&mmlichen Zweipol-Un- 
sen ausgebildet ist. Diese Ausbildung ist insbesondere 
bei Wppbaren Probentischen von besonderem Vorteil, 

35 da hierdurch ein grOBerer Kippwinkel a erzielt werden 
kann. In diesem Zusammenhang sei nochmals auf die 
beiden Fig.la und 2a verwiesen, die jeweils den maxi- 
malen Kippwinkel a 1 bzw. zeigen. Bei der 
erfindungsgemaBen Elektronenstrahl-Unse ist der 

40 maximale Kippwinkel a 1 grOBer als der Winkel beim 
Stand der Technik. Diese Eigenschaft ist insbesondere 
bei der Untersuchung von Proben mit sehr kurzem 
Arbeitsabstand hilfreich, da auch dann noch ein groBer 
Kippwinkel zur Verfugung steht. 

45 [0033] Sofern der Probentisch nicht kippbar ausge- 
fQhrt ist. kann der zusatzlich zur VerfQgung stehende 
Raum auch fur optionale Elemerrte wie Detektoren, 
Manipulatoren usw. ausgenutzt werden. 

so Patentanspruche 

1. Elektronenstrahl-Unse enthaltend eine Magnet- 
iinse (1; 1*) zur Beeinflussung eines Elektronen- 
strahls (6) mit einem ersten und einem zweiten 
55 Polschuh (10, 11; 10', 11*) wobei sich ein Magnet- 
feld (12) zwischen den beiden Polschuhen ausbil- 
det und ferner ein drifter Polschuh (13; 13') 
vorgesehen ist, 
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dadurch gekennzeichnet, daB der dritte Pol- 
schuh nicht in magnetischem Kontakt mit den 
beiden anderen Polschuhen stent und in das 
zwischen dem ersten und zweiten Polschuh 
ausgebildete Magnetfeld (12) eintaucht und 
einen Teil dieses Magnetfeldes auskoppelt. 

2. Elektronenstrahl-Linse nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet. daB der dritte Polschuh (13; 13*) 
zytindrisch ausgebildet ist. 

3. Elektronenstrahl-Linse nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet daB der dritte Polschuh (13; 130 
relativ zum ersten und zweiten Polschuh (10, 11; 
10\ 110 verstellbar angeordnet ist. 

4. Elektronenstrahl-Linse nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB der erste und zweite Pol- 
schuh (10, 11) als Zweipol-Linse ausgebildet ist. 

5. Elektronenstrahl-Linse nach Anspruch 4, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Zweipol-Linse konisch 
ausgebildet ist. 

6. Elektronenstrahl-Linse nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB der erste und zweite Pol- 
schuh (10'. 1V) als Einzelpol-Linse ausgebildet ist. 

7. Elektronenstrahl-Linse nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB innerhalb der Magnetiinse (1 ; 
1*) eine etektrostatische (Jnse (2) vorgesehen ist. 

8. Elektronenstrahl-Linse nach Anspruch 7, dadurch 
gekennzeichnet. daB die elektrostatische Linse (2) 
als Bremslinse ausgebildet ist. 

9. Elektronenstrahl-Linse nach Anspruch 7, dadurch 
gekennzeichnet, daB die elektrostatische Linse (2) 
wenigstens eine erste und eine zweite mit unter- 
schiedlichen Potentialen beaufschlagbare Elek- 
trode aufweist. 



Teil der Magnetiinse (1; 1*) als Strahlrohr (20) ein- 
gefuhrt ist. 

13- Kathodenlinse (3) mit 

5 

- einer Kathode (30). 

einer Extraktions-Elektrode (31), 
einer Anode (32) 

und einer Elektronenstrahl-Linse gemaB einem 
10 der Anspruche 1 bis 1 1 . 

14. Elektronenstrahl-Vorrichtung mit 

einer Quelle (4) zur Erzeugung eines Elektro- 
15 nenstrahls (6), 

einer Elektronenstrahl-Linse zur Fokussierung 
des Elektronenstrahls auf eine Probe gemaB 
einem der Anspruche 1 bis 1 1 . 

20 15. Elektronenstrahl-Vorrichtung gemaB Anspruch 14. 
dadurch gekennzeichnet. daB ein kippbarer Pro- 
bentisch (9) vorgesehen ist. 

16. Elektronenstrahl-Vorrichtung gemaB Anspruch 14, 
25 dadurch gekennzeichnet. daB eine Spektrome- 
ter/Detektor-Anordnung zum Nachweis von an der 
Probe ausgeldsten Sekundarteilchen vorgesehen 
ist. 

30 
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10. Elektronenstrahl-Linse nach Anspruch 7, dadurch 
gekennzeichnet, daB die elektrostatische Linse (2) 
wenigstens zwei Elektroden aufweist, wobei die 45 
eine Elektrode durch den dritten Polschuh (13; 13*) 
gebildet wird. 

11. Elektronenstrahl-Linse nach Anspruch 10, dadurch 
gekennzeichnet, daB der dritte Polschuh in Seg- so 
mente aufgeteilt ist, die mit unterschiedlichen 
Potentialen beaufschlagbar sind. 

12. Elektronenstrahl-Linse nach Anspruch 7, dadurch 
gekennzeichnet. daB die elektrostatische Unse (2) 55 
wenigstens zwei Elektroden aufweist, wobei die 
eine Elektrode durch ein in den durch den ersten 
und zweiten Polschuh (10, 11; 10', 11*) gebildeten 



5 



EP 0 910 108 A1 




6 



EP 0 910 108 A1 




7 



EP 0 910 108 A1 




8 



EP0 910 108 A1 




9 



EP0 910 108 A1 




10 




11 



EP 0 910 108 A1 




12 



EP 0 910 108 A1 




Fig .9 
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